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ン (PS) +ポリイソプレン (P 1 P) +シクロヘキサンン (CH) ， PS+ ポリイソブチレン (P 1 
B) 十 CH ， P S + P 1 B 十ベンゼン (B) である。いずれの系でも，高分子対は非相溶で，溶媒は一
方の高分子に対しては良溶媒，他方の高分子に対しては貧溶媒である。
まず，三成分高分子溶液に対する Gibbs 自由エネルギ-L1 Gの新しい表現方法を検討した。それによっ
て，溶媒の化学ポテンシャルで、定義した相互作用函数 x に次式を導いた。
X=f I 2 X ll b ( φ1)+522xJ(φ 2) + 2 f 1 f 2 X 12 t (φl'φ2) 
ここで， f; とゆはそれぞれ，高分子混合物中及び溶液中の高分子成分 i の体積分率である。相互作
用函数 X jjb , X 12t tま溶液中の高分子成分 i-i ， 1-2 聞の相互作用を表す。
次に，二成分溶液 P S+CH , P 1 P+CH , P 1 B+CH , P S+B , P 1 B+B について，光散乱，
または浸透圧測定を行い， XHbを溶液の温度，濃度の函数として、決定した。れ bは濃度増加につれ，下
に凸の曲線に従って増大すること，高分子に対する溶媒の親和力を反映して，貧溶媒系の χJの値が良
溶媒系のそれより大きいことを見出した。 PS+CH系について，従来の考えと違い， χb は高濃度領
域でも分子量に依存することが分かった。このれ bを用いて， PS+CH系の相平衡現象を定量的に表
すことができた。
光散乱法により， P S+P 1 P+CH , P S+P 1 B+CH , P S+P 1 B+B溶液に対して求めた
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X12t は，次の特徴を示した。 X 12 t ~ま溶液の濃度と高分子混合物の組成及び温度の函数で，二成分系の
X 誼 b と同オーダ、の値を持つO 同じ高分子対に対しても，溶媒が違うと χ12t は変化する O 即ち， X12t は高
分子聞の非相溶性のみならず，高分子に対する溶媒の親和力も反映する。また， X12t は一般に分子量に
依存する。
















熱力学測定及び相平衡実験を行った。ポリスチレン (p S) +ポリイソプレン (P 1 P) +シクロヘキサン
(CH)， PS+ポリイソプチレン (p 1 B) 十 CH ， PS 十 PIB 十ベンゼン (B) 及び対応するこ成分系PS
+CH , P 1 P+CH , P 1 B+CH , P S+B , P 1 B+B 。二成分系については光散乱または浸透圧
測定を行い， χ を決定した。 PS+CH系の x は高濃度でも分子量に依存し，この系の相平衡挙動を定







の系についても適用が可能である O 本研究は理学博士の学位論文として価値あるもると認める O
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